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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和2年10月22日(2020.10.22)

【公開番号】特開2019-94434(P2019-94434A)
【公開日】令和1年6月20日(2019.6.20)
【年通号数】公開・登録公報2019-023
【出願番号】特願2017-225208(P2017-225208)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ 133/14     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/40     (2018.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  133/14     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月10日(2020.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（ａ１）で表される構成単位（Ａ１）と芳香族基を有する構成単位（Ａ２）とを
含む共重合体（以下、成分Ａという）、アニオン性界面活性剤（以下、成分Ｂという）及
び水（以下、成分Ｃという）を含有する親水化処理剤組成物であって、
　成分Ｂが重量平均分子量１万以上１０万以下の高分子型界面活性剤である、
親水化処理剤組成物。

【化１】

〔式中、
　Ｒ１１ａ、Ｒ１２ａ、Ｒ１３ａ：同一又は異なって、水素原子又は炭素数１もしくは２
のアルキル基
　Ｒ１４ａ：炭素数１以上４以下のアルキレン基、又は－Ｙ１－ＯＰＯ３

－－Ｙ２－
　Ｙ１、Ｙ２：同一又は異なって、炭素数１以上４以下のアルキレン基
　Ｒ１５ａ、Ｒ１６ａ：同一又は異なって、炭素数１以上４以下の炭化水素基
　Ｘ１：Ｏ又はＮＲ１７ａであり、Ｒ１７ａは水素原子又は炭素数１以上４以下の炭化水
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素基
　Ｘ２：水素原子、炭素数１以上４以下の炭化水素基、Ｒ１８ａＳＯ３

－、又はＲ１８ａ

ＣＯＯ－を示す。ただし、Ｒ１４ａが炭素数１以上４以下のアルキレン基のとき、Ｘ２は
Ｒ１８ａＳＯ３

－、又はＲ１８ａＣＯＯ－、Ｒ１８ａは炭素数１以上４以下のアルキレン
基であり、Ｒ１４ａが－Ｙ１－ＯＰＯ３

－－Ｙ２－のとき、Ｘ２は水素原子又は炭素数１
以上４以下の炭化水素基である。〕
【請求項２】
　成分Ａにおける、芳香族基を有する構成単位（Ａ２）が、下記式（ａ２）で表される構
成単位及び／又はスチレン由来の構成単位である、請求項１記載の親水化処理剤組成物。
【化２】

〔式中、
Ｒ２１ａ、Ｒ２２ａ、Ｒ２３ａ：同一又は異なって、水素原子又は炭素数１もしくは２の
アルキル基
Ｒ２４ａ：芳香族基を有する総炭素数６以上２２以下の炭化水素基
Ｚ１：Ｏ又はＮＲ２５ａであり、Ｒ２５ａは水素原子又は炭素数１以上４以下の炭化水素
基を示す。〕
【請求項３】
　成分Ａが、さらに下記式（ａ３）で表される構成単位（Ａ３）を含む、請求項１又は２
に記載の親水化処理剤組成物。

【化３】

〔式中、
Ｒ３１ａ、Ｒ３２ａ、Ｒ３３ａ：同一又は異なって、水素原子又は炭素数１もしくは２の
アルキル基
Ｑ１：Ｏ又はＮＨ基
Ｒ３４ａ：炭素数１以上４以下のアルキレン基
Ｑ２：Ｎ＋Ｒ３５ａＲ３６ａＲ３７ａ・Ｑ３　又は　ＮＲ３８ａＲ３９ａであり、Ｒ３５

ａ、Ｒ３６ａ、Ｒ３７ａ、Ｒ３８ａ、Ｒ３９ａは、同一又は異なって、水素原子又は炭素
数１以上４以下の炭化水素基、Ｑ３は陰イオンを示す。〕
【請求項４】
　成分Ｂがナトリウム塩及び／又はカリウム塩である、請求項１～３のいずれかに記載の
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親水化処理剤組成物。
【請求項５】
　成分Ａと成分Ｂの質量比（成分Ａ／成分Ｂ）が１０以上１００以下である、請求項１～
４のいずれかに記載の親水化処理剤組成物。
【請求項６】
　使用時に、成分Ａと成分Ｂの合計が０．０５質量％以上５．０質量％以下の濃度で用い
られる、請求項１～５のいずれかに記載の親水化処理剤組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の親水化処理剤組成物を固体表面へ塗布する、親水化処
理方法。
【請求項８】
　固体表面が、アルミニウム及び／又はポリカーボネートを含む固体表面である、請求項
７に記載の親水化処理方法。
【請求項９】
　前記親水化処理剤組成物及び水を含有する処理液を固体表面へ塗布する、請求項７又は
８に記載の親水化処理方法。
【請求項１０】
　前記処理液における、成分Ａと成分Ｂの合計含有量が０．０５質量％以上５．０質量％
以下である、請求項９に記載の親水化処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
合成例２（共重合体Ａ２の製造）
　100mLのナスフラスコに、[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]ジメチル-(3-スルホプロ
ピル)アンモニウムヒドロキシド〔[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl
)ammoniumhydroxide〕（Aldrich製） 9.345g、ベンジルメタクリレート（和光純薬工業株
式会社製） 0.655g、V-65B（和光純薬工業株式会社製） 0.092g、トリフルオロエタノー
ル（東京化成工業株式会社製） 23.24gを入れ、窒素バブリングによって脱気を行った。
オイルバスを65℃に設定し、ナスフラスコをセットして重合を開始させた。6時間後に重
合を終了し、アセトン（和光純薬工業株式会社製）溶媒にて再沈殿を行った。析出したポ
リマーを80℃で真空乾燥させ、共重合体Ａ２を得た。
　共重合体Ａ２は、構成単位（Ａ１）／構成単位（Ａ２）＝ＳＢＭＡ／ＢｚＭＡ＝９０／
１０（モル比）であり、重量平均分子量が１２万であった。
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